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Exercicio 2
Um filme de titdnio é depositado por uma fonte de efusdo. A fonte é um cubo e trés ]

substratos planos e de pequenas dimensdes sdo colocados paralelamente a face do cubo
onde estd o orificio. A distancia do centro dos substratos ao orificio € a mesma, r.

Determine a taxa de deposi¢cdo em cada substrato em g cm? s ;
Dados: didmetro do orificio d = 2,0 mm; distncia r = 25,0 cm; angulos da reta r com a i
normal a face do orificio: 0°, 45° e 70°; massa de 1 mol de Ti: 47,87 g; temperatura da fonte: o

T =2010 K; pressdo de vapordo Ti =1 x 107 Torr. ;
Para simplificar, suponha que a massa de Ti na fonte fique constante durante a deposicio. i
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